










































































































試料水平型X線回折装置試料水平型X線回折装置

最大定格出力：3kW
ターゲット：Cu
ゴニオメータ半径：285mm
最小ステップ角度：0.0001°

本装置は，並行ビーム，薄膜測定用 X 線集光ミラー（CBO）用いて集中法と並行ビーム法の切り替えを容易とし，
X 線により薄膜応用材料である金属多層膜，化合物半導体薄膜，無機有機発光材料，LB 薄膜，鉱物などの回
折パターン及び反射率を測定して，その組成分析や結晶性などを評価する装置です．粉末 X 線回折測定を行っ
て複雑な結晶構造を持つ材料の定性分析及び定量分析を行うことができます．さらに，応用解析ソフトウエア
により，結晶子サイズ，格子歪，格子定数の精密化，結晶化度，応力の算出を行うことができます．また，多
目的測定アタッチメントにより極点測定（反射法）が可能です．さらにまた，X 線反射率測定により，極薄く
平滑な薄膜の膜厚，表面・界面粗さ，密度を解析することが可能です．

 仕　  様

 概　  要

X-ray Diffraction System

【キーワード】 XRD,　X-ray，diffraction, Ultima Ⅳ
【製造会社】 株式会社リガク　【型　式】 Ultima Ⅳ

薄膜の結晶構造の同定
薄膜の密度測定

 使 用 例

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者
◆共同利用

平成 22（2010）年 2 月
地域連携テクノセンター 1階 分析計測室2

西 野  純 一（物質工学科，素材・加工部門）
可 能

Ultima Ⅳの外観
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◆設置年月
◆設置場所

高分子機能性硬化膜表面に対する分子・イオンの吸脱着挙動分析
高分子膜の膨潤試験
金基板に固定された酵素の活性評価

 概　  要
水晶振動子マイクロバランス（QCM）は，水晶振動子センサー表面の吸脱着した物質の微小な重量変化を共
振周波数変化，粘弾性変化を共振抵抗変化として測定する装置である．化学，材料，食品，環境，バイオなど
幅広い研究分野での活用が見込まれる．また，原理がシンプルであるため，教育の現場に導入することも難し
くない．
本装置を含むQCM測定システムは，一定温度条件下で精密な測定を迅速に行うことが可能である．したがって，
最先端の基盤設備として多岐にわたる技術者，研究者に利用され得る．操作が比較的簡便でありながら信頼の
おけるデータが取得できるため，本校から前述の分野で起業を目指す学生も利用しやすい．

水晶振動子の発振方式：他励式
共振周波数：5 ～ 30 MHz
測定温度範囲：3 ～ 45℃（1℃刻み）
測定セル：ウェル型セル，フロー型セルなど
測定チャンネル数：1 ～ 4

クールインキュベーター内部装置全体

【キーワード】 吸着，脱離，経時変化，機能性高分子膜，生体反応
【製造会社】 セイコー・イージーアンドジー株式会社　【型　式】 QCM922A （本体），CN-40A（クールインキュベーター）

Quartz Crystal Microbalance (QCM)
水晶振動子マイクロバランス測定システム水晶振動子マイクロバランス測定システム

古 谷  昌 大（物質工学科，素材・加工部門）
可 能

◆担 当 者
◆共同利用

令和 5（2023）年 9 月
地域連携テクノセンター２階　ものづくりラボラトリー

 仕　  様

 使 用 例
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超伝導核磁気共鳴装置超伝導核磁気共鳴装置

1H 共鳴周波数　400 MHz　X 核共鳴周波数　14 ～ 400 MHz
溶液用検出器　観測核　15N ～ 31P, 19F, 1H を自動で観測
固体プローブを備え，幅広い材料測定に利用可能

化学や生物の研究分野で用いる分子の核スピンを観測し，分子構造の決定を行う汎用性の高い非破壊検査法で
す．液体ヘリウムを冷媒として用いた超伝導磁石により磁場をかけ，ラジオ波を照射することにより，分子中
の磁気モーメントを観測します．
有機分子，高分子材料，生体分子の構造決定に幅広く適用し，炭素，水素，酸素，窒素等の分子構造の繋がり
を決定できます．
通常は試料を重溶媒に溶解して測定を行いますが，溶解が困難な場合，固体プローブを用いて固体試料として
核種の測定が可能です．
使いやすいインターフェイスにより，分光器の制御と得られた信号の後処理，オートメーション測定を簡単に
行うことができます．

 仕　  様

 概　  要

Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

【キーワード】 有機分子，生体分子，高分子材料
【製造会社】 ブルカー・バイオスピン　【型　式】 AVANCEIII 400 MHz

・繊維，複合材料などの有機材料の構造決定
・医薬品中間体，高分子原料などの低分子有機化合物の構造決定
・酵素，たんぱく質などの生体分子の構造決定

装置外観 でんぷんの 13C-NMR 測定結果

 使 用 例

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者
◆共同利用

平成 21（2009）年 12 月
物質工学科棟 1 階　NMR 分析室

松 井  栄 樹 （物質工学科，素材・加工部門）
可 能
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 仕　  様

 概　  要

 使 用 例

◆設置年月
◆設置場所

・機械加工面の観察、仕上げ面粗さ測定
・摩擦摩耗試験後の摩耗面評価

本設備は，フォーカスヴァリエーション，レーザコンフォーカル，白色干渉の３種類の方式によって，材料表
面の形状を非接触で簡便に高精度に観察し，形状を三次元的に評価できます .

・試料最大高さ：70mm , 試料最大サイズ：直径 318mm,　耐荷重：5kg
・レーザー光波長：661nm
・対物レンズ：5 ×，10 ×，20 ×，50 ×（倍率は 216 倍 ～ 8,640 倍）
・視野サイズ：34 μm ～ 1,280μm
・表示分解能：1nm 以下
・カメラ：560 万画素
・リング照明と同軸落射照明の切替可能

形状評価ソフトウェア本体

【キーワード】 共焦点レーザー，白色干渉，表面形状観察
【製造会社】 ㈱キーエンス　【型　式】 VK-X3000

Laser Microscope
白色干渉搭載レーザー顕微鏡白色干渉搭載レーザー顕微鏡

◆担 当 者
◆共同利用

令和 5（2023）年 10 月
地域連携テクノセンター 2 階 ものづくりラボラトリー

千 徳  英 介（機械工学科，計測・制御部門）
要 相 談
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ホットステージシステムホットステージシステム

観察用窓：直径 2 mm，
可視光および赤外光を透過可
測定温度範囲：室温～ 350℃
昇温速度：0.1 ～ 20℃／ min
試料サイズ：75 mm × 25 mm × H1 mm（最大）
　　　　　　温度コントロールエリア 45 mm × 30 mm

工業材料の開発において，様々な分光分析装置や光学装置が分子構造や物性の評価のために使用されている．
これらの装置による測定は多くの場合室温下で行われるが，工業材料の使用現場の温度環境は室温付近とは限
らない．むしろ，過酷な温度環境，特に高温下での工業材料の状態を把握することは，開発上極めて重要である．
本装置は，ガラス・シリコンウェハなどの上にある試料物質に対して，一定の昇温速度で温度変化を与えたり，
一定温度環境に保持したりすることが可能である．また，本装置は本校に既存の分光分析装置や光学装置の系
に組み込んで使用することができる．工業材料の使用現場に即した測定が可能である．

 仕　  様

 概　  要

Hot-stage System

【キーワード】 精密加熱，反応追跡，相転移，顕微鏡観察，赤外分光
【製造会社】 メトラー・トレド株式会社　【型　式】 HS1（本体），HS82（ホットステージ部）

加熱下における高分子膜中での反応追跡
液晶物質の相転移温度の決定
純物質の融点測定

装置全体 ホットステージ内部

 使 用 例

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者
◆共同利用

令和 5（2023）年 12 月
地域連携テクノセンター２階　ものづくりラボ

古 谷  昌 大（物質工学科，素材・加工部門）
可 能
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ＩＣＰ（誘導結合型高周波プラズマ発光分光分析装置）ＩＣＰ（誘導結合型高周波プラズマ発光分光分析装置）

周波数：40MHz
プラズマ生成方法：フラットプレート方式
トーチ形状：石英分離型
測定方式：多波長同時多元素分析型スキャニング測光分析
測光方向自動切替機能：有

検出器：半導体検出器
波長範囲：160 ～ 782nm
分解能：0.006nm
ソフトウエアの特徴：ＵＤＡ機能

装置は，ＩＣＰ励起源部，試料導入システム，分光システム，データ処理システムから構成される . 高周波誘
導コイルによりアルゴンプラズマを得る . チャンバーを通して導入されたサンプルはプラズマにより気化，原
子化，さらにはイオン化により励起状態となり，脱励起する際に発光する . 分光システムにより，発光を順に
集光，結像，分光し，分光されたそれぞれの元素の波長を複数の検出素子を用いて同時に検出する . 数百μ g/
mL(ppm) から ng/mL(ppb) 範囲で，さまざまな試料に含まれる主成分元素や微量元素の同時測定が可能である .

・有機材料中に含まれる金属類の分析
・土壌や底質中の金属類の分析
いずれも適当な前処理（開放系酸分解，マイクロ波加熱酸分解など）が必要

Optima8300 Titan MPS

 仕　  様

 概　  要

 使 用 例

Inductively Coupled Plasma; ICP

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者
◆共同利用

平成 26（2014）年 3 月
地域連携テクノセンター 1F 分析計測室 3

後 反  克 典 （物質工学科，環境・生態部門）
可能（ただし，必要な器具・薬品やアルゴンガスなどの消耗品は
　　 自己負担をお願いいたします）

【キーワード】 プラズマ，原子発光分析，多元素同時分析
【製造会社】 パーキンエルマー　【型　式】 8300 型
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LIBS元素分析機能付きマイクロスコープLIBS元素分析機能付きマイクロスコープ

レーザー誘起ブレークダウン分光法による大気中での元素分析
光学顕微鏡観察 25-1000 倍

LIBS（Laser induced breakdown spectroscopy：レーザー誘起ブレークダウン分光法）を用いて，高真空環境
や複雑な前処理なしで，大気中においてサンプルの微小領域に含まれる元素の分析が高速（数分）で可能．Li
などの軽元素も検出することができ，レーザーで微少な穴を空けながら深さ方向の分析も可能な元素分析機器．
光学顕微鏡を用いて微小領域の観察と分析が同時に行うことが可能．

 仕　  様

 概　  要

Digital microscope with LIBS elemental analysis

【キーワード】 透過率，反射率，吸光度
【製造会社】 Keyence　【型　式】 EA-300(LIBS 分析ヘッド )，コントローラー VHX-970F

・材料表面や加工物表面の元素分析
・高解像度での光学顕微鏡像の撮影

装置外観 1 装置外観 2

 使 用 例

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者
◆共同利用

令和 5（2023）年 8 月
テクノセンター2階ものづくりラボラトリー

堀 井  直 宏 （電子情報工学科）
可 能
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MIT 耐折試験機MIT 耐折試験機

荷　　重	 2.9 ～ 14.7N スプリング式
屈曲速度	 175cpm
屈曲角度	 左右 135°
チャック	 開き 0.25㎜・先端 R0.38㎜（紙用）
機体寸法	 約 （W） 25 × （D） 35 × （H） 50㎝

紙，フィルム，金属箔，フレキシブルプリント配線板（FCL , FPC）等の耐折性を評価する装置です．耐折試
験機としては，最もポピュラーな装置の一つで，幅広く使用されています．
以下の試験法に対応しています．
JIS P 8115 ：紙及び板紙−耐折強さ試験方法− MIT 試験機法．JIS C 5016 : フレキシブルプリント配線板試験
方法．ASTM D 2176 : Standard Test Method for Folding Endurance of Paper by the M.I.T. Tester （Withdrawn 
2010） （オプションの購入が必要な場合もあります）

反復折り曲げに対する疲労試験に対応しています．
現在，主に紙の疲労試験（JIS P 8115）に使用しています

正面 チャック部

 仕　  様

 概　  要

 使 用 例

MIT folding endurance tester

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者
◆共同利用地域連携テクノセンター 3 階 恒温恒湿室

廣 部 ま ど か（教育研究支援センター）
不 可

【キーワード】 折りたたみ , 疲労強度 , 紙 , 箔
【製造会社】 テスター産業株式会社　【型　式】 BE-201
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Ｘ線光電子分光分析装置Ｘ線光電子分光分析装置

１　分析領域 　マクロ領域：6mm φ以上 マイクロ領域：1mm φ～ 0.2mm φ 
２　試料ステージ 
　　1）最大 90mm φ、厚さ 5mm 以下の試料が装填可能 
　　2）10mm × 10mm、厚さ 5mm 以下の試料を 6 個以上同時に装填可能 
３　標準Ｘ線源 Al/Mg ツインターゲット 12kV 50mA 以上 
４　試料交換室でのイオンエッチングと分析室での XPS 測定が自動で繰返し行える 

本装置はＸ線をエネルギー源として半導体薄膜などを分析させたいサンプルに入射させ，その表面から真空中
に放出される光電子の結合エネルギーを分析するものである．原理上，材料表面における化学結合状態を極め
て精密に測定できる．加えて，アルゴンイオンによりサンプル表面をエッチングしながら深さ方向にも分析す
ることができ，電子レベルで極めて詳細かつ有用な情報を得ることができる．

 仕　  様

 概　  要

Electron Spectroscope for Chemical Analysis (ESCA)

【キーワード】 光電子，化学結合状態，極表面，深さ方向分析
【製造会社】 日本電子株式会社　【型　式】 JPS-9010TR

・各種材料（固体サンプル）の化学状態にかかる表面分析
・各種材料（固体サンプル）の化学状態及び組成にかかる深さ方向分析

本体の外観および測定の様子 サンプル取付け部分

 使 用 例

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者
◆共同利用

平成 26（2014）年 3 月
地域連携テクノセンター１階 分析計測室２

福 嶋  宏 之（電気電子工学科，素材・加工部門）
要 相 談
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３Ｄプロッター３Ｄプロッター

XYZ 動作ストローク：テーブルサイズ：500［mm］× 400［mm］× 155［mm］／ 550［mm］× 420 ［mm］
取り付け可能ワーク重量：加速度 0.2G 時／最大 12 ［Kg］，加速度 0.1/0.05G 時／最大 20 ［Kg］ 
ソフトウェア分解能：RML-1 時／ 0.01 ［mm/step］，NC コード時／ 0.001 ［m/step］
機械的分解能：0.001 ［mm/step］
位置決め精度：± 0.1 ［mm/300mm］ 
繰り返し精度：± 0.05 ［mm］
スピンドルモーター：DC ブラシレスモーター　最大 400 ［W］
オートツールチェンジャー（４本）搭載

・樹脂／軽金属の加工が可能
・簡易ソフトを使用して，STL ファイルから RML-1 ／ NC コードを生成可能

 仕　  様

 概　  要

3-Axis Milling Machine

【キーワード】 CNC，切削加工
【製造会社】 Roland DG Corporation　【型　式】 MDX-540S

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者

◆共同利用

平成 26（2014）年 3 月
地域連携テクノセンター１階
デジタル造形室（デジラボ）

亀山建太郎（機械工学科，計測・制御部門）
米田　知晃（電気電子工学科，計測・制御部門）
西　　仁司（電子情報工学科，情報・通信部門）
可 能
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レーザーカッターレーザーカッター

加工範囲：475 ［mm］ × 305 ［mm］
最大収容高さ：102 ［mm］ （テーブル取り外し時 152 ［mm］）
出力：30 ［W］
レーザー発信器：0.1Hz ～ 100Hz
対応ソフトウェア：19.6kN（地震波） ，9.8kN（正弦波）

・力を加える加工と異なり，高硬度な物質にも対応でき，精密で歪の少ない加工が可能です．
・パワーや加工スピードを調節することで，彫刻，切断，マーキングといった処理が可能です．
・ロータリーアタッチメントを取り付けると，円形状の材料の加工が可能になります． 

加工可能な材料と加工例（レーザーコネクト社 HP より）

レーザーカッター

アクリル板 木材 革製品 ゴム

ロータリーアタッチメントによる円筒物の加工

 仕　  様

 概　  要

 使 用 例

Laster Cutter

【キーワード】 CNC，レーザー加工，平面加工
【製造会社】 Epilog Laser　【型　式】 Mini 18

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者

◆共同利用

平成 26（2014）年 3 月
地域連携テクノセンター１階
デジタル造形室（デジラボ）

亀山建太郎（機械工学科，計測・制御部門）
米田　知晃（電気電子工学科，計測・制御部門）
西　　仁司（電子情報工学科，情報・通信部門）
可 能
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造形例（KEYENCE HP より）

ばね 剣山 スナップフィット ねじ

 使 用 例

３Ｄプリンター３Ｄプリンター

造形サイズ：297 ［mm］ × 210 ［mm］ × 200 ［mm］
解像度：635 × 410 ［dpi］
Z 分解能：高分解能 15 ［μm］，標準 20 ［μm］
モデル材／サポート材：透明樹脂／水溶性樹脂
入力データファイル形式：stl ファイル形式

・造形方式は，紫外線（UV）硬化樹脂を吐出し，ランプで硬化・積層するインクジェット方式です．
・サポート材が水溶性で除去が簡単で，薄肉部の破損や複雑な形状でのとり残しもありません．

 仕　  様

 概　  要

3D Printer

【キーワード】 CNC，３D 造形
【製造会社】 キーエンス株式会社　【型　式】 AGILISTA－3100

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者

◆共同利用

平成 26（2014）年 3 月
地域連携テクノセンター１階
デジタル造形室（デジラボ）

亀山建太郎（機械工学科，計測・制御部門）
米田　知晃（電気電子工学科，計測・制御部門）
西　　仁司（電子情報工学科，情報・通信部門）
可 能
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３Ｄスキャナー３Ｄスキャナー

スキャン領域：幅（直径）： 254 ［mm］／高さ：406.4 ［mm］
最小スキャンピッチ：0.2 ［mm］
センサー：非接触式レーザーセンサー
ソフトウェア：読み込み Dr. PICZA3 ／形状修正　Pixform Pro Ⅱ／ ie：OS2

【スキャン出来るもの】
表面が滑らかなものは適していますが，布地やけば立ったものはスキャン出来ません．

【スキャンしにくいもの】
ガラスなど光を通すもの．黒／青／緑などの暗い色の物．ツヤのあるもの．金属や鏡など反射の強いもの
上記のものは，白地のサーフェイサーを塗布すると，スキャン出来る事があります．

【注意点】
レーザー（水平照射）と平行な面はスキャン出来ません．また，レーザー光の当たる角度が浅い部分（20 度以下）
はスキャン出来ません．以上の場合は，スキャン対象を傾けて設置する／複数のデータを合成する／修正ソ
フトで面を貼る，等により対応します．

 仕　  様

 概　  要

3D Scanner

【キーワード】 ３D データ作成
【製造会社】 ローランド ディージー株式会社　【型　式】 LPX-600

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者

◆共同利用

平成 26（2014）年 3 月
地域連携テクノセンター１階
デジタル造形室（デジラボ）

亀山建太郎（機械工学科，計測・制御部門）
米田　知晃（電気電子工学科，計測・制御部門）
西　　仁司（電子情報工学科，情報・通信部門）
可 能
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３Ｄカラースキャナー３Ｄカラースキャナー

3D 解像度（最大）：0.5 ［mm］
3D 精度（最大）：0.1 ［mm］
色数：24 ビットカラー
作業範囲：0.4 ［m］ ～ 1 ［m］
最短／最長距離撮影範囲（H × W）：214 ［mm］ × 148 ［mm］，536 ［mm］ × 371 ［mm］
撮影範囲（角度）：30 × 21 ［°］
ビデオフレームレート：16 ［fps］
データ処理ソフトウェア：Artec Studio
出力データ形式：OBJ, PTX, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV, PLY

【スキャン方式】
距離センサで形状を，カメラでテクスチャを取得するので，カラーデータを得ることができます .

【特徴】
・スキャナ（バッテリ付き）とノート PC という構成なので，屋外でも使用できます .
・複数回に分けてスキャンし，ソフトで合成するので，大きな物のスキャンも可能です .
・色や形状に特徴の無い物（単色の平面，髪の毛等）はスキャンしにくいので，目印をつけるなど工夫が必要

です .

 仕　  様

 概　  要

3D Color Scanner

【キーワード】 ３D データ作成
【製造会社】 株式会社　アーテック　【型　式】 Artec Eva

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者

◆共同利用

平成 26（2014）年 3 月
地域連携テクノセンター１階
デジタル造形室（デジラボ）

亀山建太郎（機械工学科，計測・制御部門）
米田　知晃（電気電子工学科，計測・制御部門）
西　　仁司（電子情報工学科，情報・通信部門）
可 能
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基板加工機基板加工機

加工範囲：229 ［m］ × 300 ［mm］
分解能：0.156 ［μm］
最小パターン幅：0.1 ［mm］
付属品：自動工具交換，カメラモニタ標準装備
入力データファイル形式：ガーバーデータ，DXF 形式

【特徴】
・輪郭加工，ドリル加工，外形加工の 3 種類の加工を行い，基板を製作する機械．
・コンパクトな自動ツール交換タイプの加工機．
・カメラモニタを標準装備し，仕上がりの確認・正確な位置合わせが可能． 

 仕　  様

 概　  要

 使 用 例

PCB Manufacturing System

【キーワード】 CNC，電子回路基板製作
【製造会社】 ミッツ株式会社　【型　式】 Auto Lab

回路の実装プリント基板 CAD 加工ソフト

◆設置年月
◆設置場所

◆担 当 者

◆共同利用

平成 26（2014）年 3 月
地域連携テクノセンター１階
デジタル造形室（デジラボ）

亀山建太郎（機械工学科，計測・制御部門）
米田　知晃（電気電子工学科，計測・制御部門）
西　　仁司（電子情報工学科，情報・通信部門）
可 能
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研究設備の利用について

　福井工業高等専門学校の教職員や学生ではない方が研究設備の利用を希望される
場合は、利用の申請をいただく必要があります。

１．事前のご相談について
利用申請いただくにあたって、事前のご相談をお願いいたします。
【ご相談先】

福井工業高等専門学校 総務課 プロジェクト支援係
電　話　０７７８－６２－８２９６
メール　project@fukui-nct.ac.jp

（タイトルを「研究設備の利用希望について（企業等名）」としてください。）

２．利用申請の方法について
福井工業高等専門学校研究設備利用規則および設備利用申請書裏面の「設備の

利用にあたっての注意事項」をご確認、ご了承の上、利用申請書のご提出をお願
いします。

３．利用料等について
利用料及び講習料については、福井工業高等専門学校のホームページに掲載し

ておりますのでご確認ください。
【掲載先】

福井高専ホームページ＞施設・センター＞地域連携テクノセンター＞センター紹介＞
センター施設＞利用可能設備＞設備利用料
https://www.fukui-nct.ac.jp/facility/arc/introduction/facility/

４．地域連携アカデミア会員の利用料等一部減免について
地域連携アカデミア会員の方が研究設備を利用される場合、利用料及び講習料

について、半額を免除いたします。（地域連携アカデミアへのご入会等については、
上記ご相談先にお問合せください。）
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福井工業高等専門学校研究設備等利用規則

平成 27 年 2 月 4 日規則第 2 号
	 改正	 平成 29 年  4 月 12 日規則第 12 号　　平成 30 年 10 月  9 日規則第   7 号
		  令和 元 年  5 月 29 日規則第 18 号　　令和 2 年  3 月 26 日規則第 67 号
		  令和 6 年  1 月 10 日規則第   3 号　　令和 6 年  5 月 16 日規則第 13 号

　 （趣旨）
第１条　この規則は、「研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン」（令和４年３月大学等

における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等の策定に関する検討会）に則り、福
井工業高等専門学校（以下「本校」という。）が所有する研究設備・機器（以下「設備等」という。）
の利用について必要な事項を定めるものとする。

　 （目的） 
第２条　学内における設備等の共同利用及び学外者の設備等の利用（以下「設備等の利用」とい

う。）を推進することにより、限られた予算を効率的に使用し、研究力向上に資し、並びに設
備等を支える人材の技能向上及び技術継承に寄与するものとする。

　 （体制） 
第３条　設備等の利用を推進するため、設備等に関し統括するための部局（以下「統括部局」と

いう。）を置くものとし、本校地域連携テクノセンターがその業務を担うものとする。
　 （業務） 
第４条　統括部局は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
　一　設備等の整備・運用計画の策定に関すること。
　二　設備等の利用者の交流と共同研究等の促進に関すること。
　三　設備等の学内外に対する利用促進及び管理・運営体制に関すること。
　四　設備等を支える人材の技能向上及び技術継承に関すること。
　五　その他第２条の目的を達成するために必要な事項
　 （利用の対象とする設備等） 
第５条　利用の対象とする設備等は、一般的に購入が困難な高額な設備等である等、多くの者が

利用可能な設備等とする。
２　主たる使用者が退職する等により、利用頻度が低下した設備等については、その利活用に努

めるものとする。
３　本校の教育研究活動に支障をきたさないよう運用するものとする。
　 （学外者の利用資格等）
第６条　本校の教職員及び学生以外の者で設備等を利用できる者（以下「利用者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当する者とする。
　一　教育研究機関並びに企業の研究者及び技術者
　二　その他校長が特に認めた者
２　利用できる設備等については、校長が別に定める。
　 （設備等利用の手続き及び許可）
第７条　設備等の利用許可を受けようとする利用者は、別紙様式第 1 号に定める申請書により、
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原則として利用する日の 20 日前（土日祝祭日及び本校の休業日を除く。）までに校長に提出し、
許可を受けなければならない。

２　校長は、許可するに当たって本校の教育研究活動に支障がないと認めた場合は、別紙様式第
2 号により利用者に許可の通知を行うものとする。

　 （利用時間）
第８条　設備等の利用時間は、土日祝祭日及び本校の休業日を除く 8 時 30 分から 17 時 00 分ま

でとする。ただし、校長が本校の教育研究活動に支障がないと認めた場合、又は管理運営上支
障がないと認めた場合など、特段の影響がない場合で適当と認めた場合は、利用時間以外の時
間において設備等を利用させることがある。

　 （利用者以外の禁止）
第９条　利用者は、利用目的以外に設備等を利用し、又はその許可に係る権利を第三者に譲渡し

てはならない。
　 （利用許可の変更、取消）
第１０条　第７条の規定により利用許可を受けた者が利用日時の変更又は取り消しをする場合

は、利用開始の前日（土日祝祭日及び本校の休業日を除く。）までに申し出て、校長の許可を
受けなければならない。

２　校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し当該許可を取り消すことがで
きるものとする。ただし、各号においては利用料金を返還しない場合がある。

　一　利用者がこの規則に違反し、若しくは設備等の利用に重大な支障を生じさせた場合、又は
　　その恐れがある場合
　二　校長の指示に従わなかった場合
　三　本校において、当該設備等を利用する必要が生じた場合
　四　その他管理運営上において障害があると認めた場合
　 （講習）
第１１条　利用者は、設備等の利用の前に必要な講習を受けなければならない。
　 （利用料等）
第１２条　利用者は、別に定める利用料及び講習料を前納しなければならない。ただし、校長が

特に認める場合は、利用料及び講習料の半額を免除することができる。
２　講習料は、設備等を正常稼働させるための手法を習得するために必要となる料金であること

から、対象となる設備等を利用する際の初回のみに課せられるものとする。ただし、講習受講
希望があった場合は、その限りでない。

３　利用料及び講習料は、本校が発行する請求書により収納する。
　 （免責）
第１３条　設備等の利用により利用者に生じた損害については、本校は一切の責任を負わないも

のとする。
　 （損害賠償）
第１４条　利用者は、いかなる理由も問わず設備等を滅失及び毀損した場合は、その損害を賠償

しなければならない。
　 （実績報告） 
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第１５条　統括部局は、設備等の運用実績を四半期ごとに校長に報告するものとする。
　 （事務）
第１６条　統括部局の事務は，総務課が処理する。
　 （雑則）
第１７条　この規則に定めるもののほか、設備等の利用に関し必要な事項は、別に定める。

　　　附　則
　この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 29 年 4 月 12 日改正）
　この規則は、平成 29 年 4 月 12 日から施行し、同年 4 月 1 日から適用する。
　　　附　則（平成 30 年 10 月 9 日改正）
　この規則は、平成 30 年 10 月 9 日から施行する。
　　　附　則（令和元年 5 月 29 日改正）
　この規則は、令和元年 5 月 29 日から施行し、同年 5 月 1 日から適用する。
　　　附　則（令和 2 年 3 月 26 日改正）
　この規則は、令和 2 年 3 月 26 日から施行する。
　　　附　則（令和 6 年 1 月 10 日改正）
　この規則は、令和 6 年 1 月 10 日から施行する。
　　　附　則（令和 6 年 5 月 16 日改正）
　この規則は、令和 6 年 5 月 16 日から施行し、同年 4 月 1 日から適用する。
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別紙様式第１号（第３条第１項関係）

福井工業高等専門学校設備等利用申請書

令和　　　年　　　月　　　日

福井工業高等専門学校長　殿

申請者　住所・所在地

機 関 等 名 称 	 印

　福井工業高等専門学校の設備等の利用について許可願います。
　設備等の利用にあたっては、福井工業高等専門学校研究設備等利用規則を遵守します。

利用者（所属・氏名）

連　絡　先
T E L

E-mail

番号 設 備 等 名 称 利 用 目 的 利用日・時間帯 利用時間

   令和　　　年　　　月　　　日
　　　　時　　分～　　時　　分

地域連携アカデミア会員 	 □　 会員	 □　 非会員

本校における同設備等の講習受講歴 	 □　 有	 □　 無

講習受講希望 	 □　 有	 □　 無

設備等利用料（予定） 円　　　　　　　　※本校側で記入します。 

  （注）太線枠内を記入して下さい。
設備等利用時間は、原則として８時３０分から１７時までです。（土日祝祭日及び本校の休業日は除きます。）
原則として昼休み時間をまたぐ場合は、その時間も利用時間に含みます。
設備等利用時間は、１日ごとの利用時間帯を記載し、利用時間数も併せて記載して下さい。（最少利用時間は１時間です。）
本校における同設備等の講習受講歴の有無は、過去に本校で同設備等の講習を受講したかどうかを記載して下さい。

（本校で初めて設備等を利用する場合は必ず講習を受講していただきます。）
申請された利用時間を超過して利用された場合は、その時間に応じ追加料金が発生します。
ご不明な点は総務課（ＴＥＬ ： ０７７８－６２－８２９６）までお問い合わせ下さい。
記載していただいた情報は設備等利用許可にのみ使用させていただきます。
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設備等の利用にあたっての注意事項

　 （料金の納付）
１．利用料は、設備等を利用する前に原則として本校が指定する所定の口座に振り込んで下さい。

指定期日までに支払わない場合は、設備等の利用許可を取り消す場合があります。
なお、申請書に記載された利用時間を超過して利用した場合は、その超過時間に応じ別に利用料

を納付してください。
また、設備等利用後に付随する機器等の消耗が著しいと確認された場合は、別途消耗品代として

請求する場合があります。

　 （損害賠償）
２．設備等利用期間中に生じた設備等の損害については、利用者においてこれをご負担いただきます。

　 （免責）
３．設備等利用期間中における利用者の損害（事故による負傷、疾病等）については、本校は責任を
負いません。

　 （取消及び利用制限）
４．次の事項に該当した場合は、設備等の利用許可を取り消し、又は利用を制限しますのでご了承願

います。ただし、利用料金を返還しない場合があります。
（１）利用目的以外に設備等を利用したり、その許可に係る権利を第三者に譲渡した場合
（２）校長の指示に従わなかった場合
（３）本校において、当該設備等を利用する必要が生じた場合
（４）その他管理運営上において障害があると認められた場合

　 （消耗品の持込）
５．設備等を利用する際に必要な消耗品を本校に持ち込む際は、予め設備等担当教職員又は総務課の

確認をとって下さい。
また、残品は必ずお持ち帰り下さい。

　 （管理上必要な条件）
６．設備等利用に際しては、下記に掲げる管理上必要な条件に留意すること。

（１）火気取締り及び保安管理に留意すること。
（２）利用を終了した時、又は利用の許可を取り消された場合は、校長の指示に従って、速やかに

整理整頓し原状回復すること。
（３）その他校長が必要と認めること。

　 （その他）
７．その他必要な事項については、校長の指示に従って下さい。

設備等利用を終了した場合は、速やかに設備等担当教職員へご連絡願います。
併せて、使用時間等に変更が生じた場合は、申し出て下さい。
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